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DEGRADATION DU 2,6-DIMETHYLPHENOL PAR LES DEUX PROCEDES
FENTON (H,0,/Fe?*) ET PHOTOFENTON (H,0./Fe?*/UV)
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Résumé

la dégradation du 2,6-diméthylphénol (concentration initiale de 5x10* M) un des dérivés
phénolique utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de plusieurs produits industriels
comme les résines, les antioxydants, les désinfectants et les vernis a été étudiée par les deux
procédés Fenton (H,O,/Fe*") et photo-Fenton (H,O,/ Fe*" /UV). Les réactions ont été
réalisé avec les rapports [H,O,], / [Fe2+]0 =0,5, 1 et 2, la concentration du 2,6-DMP étant
identique & celle de Fe** (5x10™* M). Le taux d’abattement du 2,6-DMP est de 46 %, 68 %
et 80 % pour les rapports 0,5, 1 et 2 respectivement avec le réactif de Fenton. Cependant
nous avons remarqué une accélération de la disparition du 2,6-DMP par irradiation du
réactif de Fenton a 365 nm qui est attribuée a la production supplémentaire de radicaux
HO®. Cette production résulte de la photoréduction des ions ferriques formés dans 1’étape
antérieure de décomposition de H,O, par les ions ferreux (réaction de Fenton). L'irradiation
du réactif de Fenton a 254 nm et a 365 nm a montré une dégradation totale du 2,6-DMP a
365 nm, alors qu'a 254 nm le taux d’abattement est de 50 % au bout de 20 minutes
d’irradiation et atteint un pallier & cause de la consommation totale de H,O,. La cinétique
de disparition du 2,6-diméthylphénol a été suivie par HPLC ou un nombre d'intermédiaires
a été détectés et un mécanisme réactionnel est proposé.
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Abstract

The degradation of 2,6-dimethylphenol (with initial concentration of 5x10™* M) one of the
derivatives phenolic used like intermediary in the manufacture of several industrial
products like the resins, antioxidants, the disinfecting and varnishes was studied by the two
processes Fenton (H,0,/Fe*") and photo-Fenton (H,O, / Fe** / UV). The reactions were
carried out with the reports/ratios [H,O,], / [Fez+]o = 0.5, 1 and 2, the concentration of the
2,6-DMP being identical to that of Fe** (5x10™* M). The rate of abatement of the 2,6-DMP
is 46 %, 68 % and 80 % for reports/ratios 0.5, 1 and 2 respectively with Fenton reagent.
However we noticed an acceleration of the disappearance of the 2,6-DMP by irradiation of
the Fenton reagent at 365 nm which is allotted to the additional production of radicals HO®.
This production results from the photoreduction of the ferric ions formed in the former
stage of decomposition of H,O, by the ferrous ions (Fenton reaction). The irradiation of
Fenton reagent at 254 nm and 365 nm showed a total degradation of the 2,6-DMP at 365
nm, whereas at 254 nm the rate of abatement was 50 % at 20 minutes of irradiation and
reached a plateau because of the overall consummation of H,O,. The kinetics of
disappearance of the 2,6-dimethylphenol was followed by HPLC or a number of]
intermediaries was detected and a reactional mechanism is proposed.
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